
まえがき

138 KOBE STEEL ENGINEERING REPORTS/Vol. 55 No. 2（Sep. 2005）

Development of Functional Thin Films and Sputtering Target Mate rials for 
Electronic Devices

  

Sputtering is widely employed in the prod赧囅9

（解説）

Ar gas

 

Eisuke Kusumoto



クトロニクス産業の各分野で幅広く活用されており，
我々の日々の活動を支える重要な技術の一つとなってい
る。
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